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Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do roz-
prowadzania cieczy o duzej lepkosci po wewnetrz-
nych powierzchniach $§cianek pionowych aparatéw
wyparnych.

W celu wytworzenia z cieczy cienkiej blony na
Sciankach aparatéw wyparhych, na obrotowym wa-
le, usytuowanym centrycznie wewnatrz aparatu,
umieszcza sie réznego rodzaju urzadzenia rozprowa-
dzajgce ciecz. Urzadzenia te zamocowane sg na wa-
le w sposob sztywny lub w sposéb wahliwy umozli-
wiajgcy im zm{ane polozenia.

Urzadzenia, ktére zamocowane sa na wale wa-
hadlowo i przestawnie, wskutek dzialania sily od-
§rodkowej lub tez dzieki sprezynujgcemu umoco-
waniu do walu przesuwane sg w kierunku Scianek
i zeskrobuja albo rozmazuja w formie cienkiej war-
stwy doplywajacg mase, Sciekajgcg w czasie obréb-
ki po $ciankach.

Urzadzenia rozprowadzajgce (rozmazujgce lub
zeskrobujgce) zbudowane sg jako elementy w
ksztalcie luku lub skrzydel! i umieszczone w Kkrét-
kich odstepach jeden za drugim tworzac rodzaj za-
luzji. Inne znane elementy maja postaé¢ walkéw lub
taSm sprezynujgcych usytuowanych promieniscie
na calej dlugosci watu.

Znane jest ponadto zamocowanie na obracajgcym
sie zakonczeniu walu w stozkowej czesci wyparki
wchodzacym w konicowg cze§é aparatu, ré6znego ro-
dzaju skrzydelek.
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Za pomocg tych znanych urzadzenn mozna wpraw-
dzie zeskrobaé¢ albo rozmazaé na cienkg warstwe
doprowadzong, mniej lub bardziej plynng mase,
Sciekajacg po wewnegtrznych Sciankach aparatu, ale
dzialanie to nie jest dostatecznie skuteczne. W
przypadku urzidzen, ktére jedynie rozmazujg ciecz
po S$ciankach, istnieje niebezpieczenstwod, ze czes§é
cieczy rozmazanej zawisnie na $ciankach, tworzge
osady, co zmniejsza wydajno$¢ powierzchni grzejnej
i wplywa ujemnie na jako$¢ produktu koncowego.

Urzaczenia zeskrobujgce ciecz ze S$cianek nie za-
pewniajg calkowitego zeskrobywania cieczy na ca-
lej dlugosci aparatu, co w rezultacie prowadzi do-
tworzenia sie narostow i wplywa ujemnie na wy-
miane ciepla. Niedogodno$ci te usuwa urzgdzenie

Vwedlug wynalazku.

Urzadzenie to sklada sie z obrotowego walu cen-
trycznie zamontowanego w aparacie wyparnym, na
calej dlugo$ci ktorego zamocowane sg za pomoca
prostopadlych do niego ramion ruchomo elementy
rozprowadzajace ciecz splywajaca po §ciankach
aparatu wyparnego.

Element rozprowadzajacy ma ksztalt plytki usta-
wionej réwnolegle do $cianki aparatu i w swojej
gérnej czeSci ma zagieta w kierunku obrotu i stycz-
ng do powierzchni $cianek aparatu bocznag pla-
szezyzne przeznaczong do zgarniania cieczy ze Scia-
nek, a w swojej dolnej czeSci ma krawedz lekko
odchylong w kierunku obrotéw i przeznaczong do
rozmazywania cieczy po $ciankach aparatu.
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Elementy rozprowadzajgce ciecz po $ciankach
umieszczone sg na wale jeden pod drugim w odle-
glosciach odpowiadajacych szeroko$ci cze$ci rozma-
zujgcej, z jednoczesnym przesunieciem ich w- kie-
runku ruchu obrotowego watu. Ciecz rozprowadza-
na na S$ciankach przez cze$¢ rozmazujacg jednego
elementu usuwana jest ze $cianki przez czesS¢ zgar-
niajagcg nastepnego elementu po mniej wigcej jed-
nym obrocie walu mieszadla i w ten sposéb masa
przenoszona jest w sposéb ciggly po $ciankach apa-
ratu wyparnego z goéry na dol.

Odmiang urzgdzenia wedlug wynalazku jest urza-
dzenie, w ktéorym na calej dlugosci walu zamoco-
wane sg plytki, ktére kolejno naprzemian stanowia
osobne wyzej opisane cze$ci rozmazujgce i zeskro-
bujace ciecz ze Scianek.

W celu szybkiego usuwania cieczy korzystne jest
zamocowanie na dolnym koncu walu mieszadla
czesci zeskrobujacej.

Konstrukcja urzgdzenia wedlug wynalazku i jego
odmiany zapewnia utrzymanie stalego obiegu cie-
czy w aparacie z géry na dél, dzieki czemu cala
powierzchnia $cianek aparatu pokrywana jest cien-
kg warstwg cieczy, co sprzyja dobrej wymianie cie-
pla, a tym samym zwigksza sie znacznie wydajnosé
powierzchni grzejnej aparatu. Dzieki temu nie two-
rzg sie narosty, co ma szczegdélne znaczenie zwla-
szcza w przypadku odparowywania substancji o
duzej lepkoSci oraz substancji, ktére na przyklad
w wysokich temperaturach tracg swoje cenne wla-
snoSci, jak na przyklad roztwory przedne o duzej
lepko$ci, stosowane w przemysle wldkien sztucz-
nych.

Urzadzenie wedlug wynalazku przykladowo zo-
stalo przedstawione na rysunkach, na ktérych fig.
1 przedstawia przekrdj podluzny aparatu wyparne-
go z urzgdzeniem wedlug wynalazku, fig. 2 — prze-
kroj poprzeczny wzdluz linii A—A na fig. 1 z ele-
mentem rozprowadzajacym ciecz, fig. 3 — rzut po-
ziomy elementu rozprowadzajacym ciecz, fig. 4 —
przekrdj elementu rozprowadzajgcego wzdluz linii
B—B na fig. 3 oraz fig. 5 — przekréj elementu roz-
prowadzajgcego wzdluz linii C—C na fig. 3.

W korpusie 2 aparatu z plaszczem grzejnym 1
usytuowany jest wal 3 mieszadla. Na ramionach 4
zamocowanych sztywno na wale rozmieszczone sg
ruchomo w odstepach réwnych szeroko$ci wycie-
rania, przy zastosowaniu resorowania teleskopowe-
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go, rozprowadzajace elementy 5 przystosowane
(patrz fig. 2) do krzywizn $cianek.

Na skutek obrotu walu mieszadla, a tym samym
elementéw rozprowadzajgcych, ciecz doprowadzona
na $cianki korpusu aparatu przez doplyw 6 i ko-
more rozdzielczg 7 a pierScieniowg szczeling 8 usu-
wana jest ze Scianki przez skos$ng. zgarniajgcg kra-
wedZ 5 elementu 5, na nastepnie kierowana do sko$-
nej rozmazujgcej powierzchni 5” elementu rozpro-
wadzajgcego, ktéra rozmazuje jg po $ciankach w
postaci cienkiej warstwy. Po okolo jednym obro-
cie walu mieszadla ciecz zgarniana jest znowu ze
Scianki aparatu przez obracajgcg sie cze$é¢ zgarnia-
jacg nastepnego elementu, ktéra to cze$§é znajduje
si¢ na wysokosci cze$ci rozmazujgcej poprzedniego
elementu.

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenic do rozprowadzania cieczy o duzej

! lepkosei po Sciankach warstewkowych apara-
téw wyparnych, skladajgce sie z obrotowego wa-
lu, centrycznie zamontowanego w aparacie, na
catej dlugo$ci ktérego to walu, za pomoca pro-
stopadtych do miego ramion, zamocowane sg ru-
chome elementy rozprowadzajgce ciecz po Scian-
kach aparatu, znamienne tym, Ze rozprowadza-
dzajacy element (5) ma ksztalt plytki ustawionej
réwnolegle do Scianki aparatu i w swojej gor-
nej czeSci ma zgieta w kierunku obrotu i stycz-
czng do powierzchni §cianek aparatu skosng kra-
wedz (5’), przeznaczong do zgarniania cieczy ze
Scianek, a w swej dolnej czeSci ma skosng po- -
wierzchnie (5”) lekko odchylong w kierunku ob-
rot6w i przeznaczong do rozmazywania cieczy po
Sciankach aparatu.

2. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym,
ze rozprowadzajace elementy (5) rozmieszczone
sa na wale (3) jeden pod drugim w odleglosciach
réwnych szeroko$ci cze$ci rozmazujgcej elemen-
tu, z jednoczesnym przesunieciem w Kkierunku
ruchu obrotowego walu.

3. Odmiana urzadzenia wedlug zastrz. 1 i 2, zna-
mienna tym, ze zgarniajgce krawedzie (5°) i roz-
mazujgce powierzchnie (5”) stanowig oddzielne
elementy zamocowane samodzielnie naprzemian
za pomocg ramion (4) na wale (3) mieszadla.

Dokonano dwésh poprawak
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